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A layer of material which absorbs incident 
focussed laser light and undergoes a resultant 
heating is arranged in the focal plane of a lens 
matrix. Laser light is projected onto such layer 
through the lens matrix itself. The laser light is 
focussed by the lens elements of the lens matrix 
onto the layer effecting a highly localized heating 
of small well-defined portions of the layer. At 
those small well-defined portions, the material of 
the layer, as a result of the highly localized 
heating, removes itself to form the apertures of a 
lens-aperture matrix which is thereafter used in 
cooperation with the lens matrix as a rear 
projection or daylight projection screen. 
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Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Tageslicht- 
projektionsschirmen sowie nach diesem Verfahren hergestell- 
ter Tageslichtpronektionsschirm ^ 

Die Erf indung betrif f t ein Verfahren zur Herstellung von 
Tageslichtprojektionsschirmen mit einer Linsenmatrix und 
einer im wesentlichen in der Brennebene dieser Linsenma- 
trix angeordneten Blendenmatrix , bei welchem zum Zwecke 
der Erzeugung der Blendenoffnungen elektromagnetische Strah- 
lung durch die Linsenmatrix auf eine die Blendenmatrix bil- 
dende, durch die entsprechende Strahlungsart veranderbare 
Schicht fokussiert wird. 



Die bisher bekannten Vorschlage zur Durchfuhrung des Ver- 
f ah r ens gehen von der Verwendung einer an der Riickseite 
mit fotograf ischer Umkehremulsion beschichteten Linsen- 
matrix aus. Die Emulsion wird durch die Linsenmatrix hin- 
durch unter Einhaltung der spateren Pro jektionsgeome trie 
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integral belichtet und entwickelt. Auf diese Weise ent- 
steht die fur die Kontraststeigerung erf orderliche , der 
Linsenmatrix fest zugeordnete Blendenmatrix. 

Wegen des relativ umstandliciten Entwicklungsvorganges 
war dieses Verfahren bisher fiir eine wirtschaf tliche 
Massenf ertigung von Tageslichtprojektionsscbirmen wenig 
geeignet. Dariiberhinaus ist die Gelatine-Silber-Emulsion 
als Oberflache eines Projektionsschirmes mechanisch zu in- 
stabil und in der Praxis, z.B. bei Reinigungsversuchen, 
sehr leicht zu beschadigen. Anderseits ist eine weitere 
transparente Schutzbesckichtung dem gewunschten kontrast- 
steigernden Effekt abtraglich. 

Erf indungsgemaB ist nun vorgesehen, daB als elektromag- 
netische Strahlung Laser strahlung verwendet wird, welche 
auf eine mittels Warme im Si Tine der Erzeugung der Blen- 
denoffnungen beeinf luBbare , das Laserlicht stark absor- 
bierende Schicht fokussiert wird* 

Erzeugt man mit f okussiertem Laserlicht an einer absor- 
bierenden Oberf lache lokal eine hohe Energiekonzentration, 
so ergibt sich dort eine starke Erwarmung, welche je nach 
Materialeigenschaf ten zu Schmelz-, Verdampf- Oder Sublima- 
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tionsvorgangen fiihren kann* Thennische Ausgleichsvorgange 
in der Schicht konnen durch genugend kurzes Einwirken von 
ausreichend hohen Leistungsdichten stark eingescbrankt 
werden, so dafi sich die Zustandsanderungen in den adiaba- 
tischen Bereich. verschieben lassen. Hierdurch wird er- 
reicht, da£ durch eine schlagartig auftretende lokale 
Verdampfung von Sehichtmaterial raumlich scharf begrenz- 
te Teile der Schicht tbermisch - mechanisch abgetragen wer- 
den. 

Vorteilliaf terweise ist erf indungsgemaB vorgesehen, daB der 
Tageslichtprojektionsscbirm eine Linsenmatrix aufweist, 
auf deren Ruckseite eine die Blendenmatrix bildende, durch. 
Warme leicht veranderbare , das Laserlicht stark absorbie- 
rende Scbicht angebracht ist. Als Schichtmaterial kommen 
opake, mit iiblicben Laserleistungen abtragbare Materia- 
lien in Frage, z.B. Pigment e, Lacke, Kunstharze, amorphe 
Metalle und Metallverbindungen, Kunststof f e , aber aucb 
Agglomerationen der genannten Substanzen in Form von 
Plocken, Kornern, Borsten etc. 

Der Scbichtauf trag kann in bekannter Weise, z.B. durcb 
Spritzen, GieBen, Tauchen, oder durch. chemische, elektro- 
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lytische, elektrophoretische oder elektrostatische Abschei- 
dung erfolgen. 

Eine betrachtliche Verminderung der zur Erzeugung der Blen- 
denoffnung erf orderlichen Laserleistung laBt sich erzielen, 
wenn erf indungsgemaB vorgesehen ist, daB die die Blenden- 
matrix bildende Schicht als Mehrf achschicht ausgebildet 
ist, wovon eine erste Schicht das Laserlicht besonders 
stark absorbiert und mittels der absorbierten Laserenergie 
leicht sublimier- und/oder verdampf bar ist, und wovon eine 
zweite Schicht mechanisch stabil und im Bereich des sicht- 
baren Lichtes gut absorbierend ist, und daB die erste 
Schicht zwischen der Linsenmatrix und der zweiten Schicht 
angebracht ist. Hierdurch wird erreicht, daB praktisch 
nur die im Bereich der Laserlinie stark absorbierende Zwi- 
schenschicht adiabatisch verdampf t und die zweite Schicht 
rein mechanisch durch die lokale Druckerhohung abgetragen 
wird. 

Fur die erste Schicht, die Zwischenschicht , kommen leicht 
verdampf bare Materialien wie Kollodium, Alkylacide, Per- 
axyde und ahnliches in Frage. Fiir die zweite, mechanisch 
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stabile Schicht verwendet man vorteilhaf terweise schwarz 
eingefarbte Lacke, schwarz eingefarbtes Kunstharz Oder 
dergleichen. 

Vorteilhafterweise sind gemaB einem weiteren Merkmal der 
Erf indung zwischen der die Blendenmatrix bildenden Schicht 
und der Linsenmatrix Streumittel vorgesehen* Dies laBt 
sich in besonders einfacher Weise dadurch erreichen, da£ 
die Riickseite der Linsenmatrix leicht angerauht ist. 
Durch diese MaBnahme wird eine Streuung des Projektions- 
lichtes und damit eine kiinstliche VergroBerung der Aper- 
tur des Linsen-Blenden-Systems erreicht, wodurch das auf 
dem Prodektionsschirm entstehende Bild uater einem groBe- 
ren Eaumwinkel betrachtet werden kann. 

Zur Durchfuhrung des Verfahrens ist erf indungsgemaB ein 
einen Laserstrahl im wesentlichen nacheinander auf alle 
Elemente der Linsenmatrix lenkender kardanischer Ablenk- 
spiegel vorgesehen. Hierbei ist der Ablenkspiegel so an- 
geordnet, daB die spatere Pro jektionsgeome trie eingehal- 
ten wird. 
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Die GroBe der zu erzeugenden Offnungen laBt sicli in ge- 
wissen Grenzen durch die Ablenkgeschwindigkeit des Ab- 
lenkspiegels sowie durch die Laserleistungsdichte steuern. 

In den Abbildungen ist das Verf ahren, die Vorrichtung 
zur Durchftihrung des Verfahrens sowie ein nach diesem 
Verfahren hergestellter Tageslichtprooektionsschirm bei- 
spielsweise dargestellt. Es zeigen 

Pig, 1 das erfindungsgemaBe Verfahren in schematischer 
Darstellung und 

Pig. 2 einen nach diesem Verfahren hergestellten, vom 

Erojektionslicht durchstrahlten Tageslichtprojek- 
tionsschirnij ebenf alls in schematischer Darstellung. 

In Figur 1 wird ein Laserstrahl 1 iiber einen kardanischen 
Ablenkspiegel 2 auf einen Projektionsschirm 3 gelenkt. 
Der Erojektionsschirm beinhaltet einen durchsichtigen 
Kunststoffkorper 4, dessen eine Oberflache zu einer aus 
spfaarischen Linsenelementen 4 a bestehenden Linsenmatrix 
ausgebildet ist. Die andere Seite des Kunststoffkorpers 
4 weist eine ebene, mattierte Oberflache 4b auf. An die- 

- 7 - 

809839/0550 



2511390 



PG 792/HG 1074 

se Oberf lache schlieBt sich eine Schicht 5 aus Kollodium 
und daran eine Schicht 6 aus schwarz eingef arbtem Matt- 
lack an. 

Zur Erzeugung der Blendenof f nungen wird nun der Laser- 
strahl 1 mittels des kardanischen Ablenkspiegels 2 so 
abgelenkt, daB er nacheinander samtliche Elemente der 
Linsenmatrix iiberstreicht . Mittels der Linsenelemente 4a 
wird das Laserlicht auf die Schicht 5 fokussiert. Wegen 
der durch die Pokussierung entstandenen hohen Energiedichte 
am Brennpunkt 7 verdampft in der Umgebung dieses Punktes 
das Kollodium schlagartig, wodurch lokal ein so hoher 
Druck entsteht, daB die dem Punkt 7 benachbarten Teile 
der Schicht 6 abgesprengt werden. 

Das Ergebnis des Verfahrens ist ein Propektionsschirm 
nach Pigur 2. Er weist an den Sammelpunkten des Projek- 
tionslichtes 8 Blendenof f nungen 9 auf. An der mattierten 
Oberf lache 4b wird das Projektionslicht gestreut. Hier- 
durch wird eine Betrachtung des auf der Plache 4b ent- 
standenen ProJektionsbUdes bis zu einen Winkel oc gegen- 
iiber dem Lot L auf die Bildschirmebene moglich. 
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Patentanspruche 

1 . Verf ahren zur Herstellung von Tageslichtpro jektions- 
scliirmen mit einer Linsenmatrix und einer im wesent- 
lichen in der Brennebene dieser Linsenmatrix angeord- 
neten Blendenmatrix, bei welchem zum Zwecke der Er- 
zeugung der Blendenof f nungen elektromagnetiscke Strah.- 
lung durch die Linsenmatrix auf eine die Blendenmatrix 
"bildende, durcli die entsprecliende Strahlungsart ver- 
anderbare Sdiicht fokussiert wird, dadurch. pcekennzcich- 
net, daB als elektromagniisclie Strahlung Laserstrah- 
lung verwendet wird, welche auf eine mittels Warme im 
Sinne der Erzeugung der Blendenof f nungen beeinfluBbare, 
das Laserlicht stark absorbierende Schicht fokussiert 
wird. 



2J ETach dem Verf ahren gemaB Anspruch. 1 itergeste liter Ta- 
geslichtproaektionsscbirm, dadurch gekennzeichnet , daB 
er eine Linsenmatrix auf weist, auf deren Biickseite eine 
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die Blendenmatrix bildende, durch Warme leicht ver- 
anderbare, das Laserlicht stark aborbierende Schicht 
angebracht ist. 

3- Tageslichtprojektionsschirm nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die die Blendenmatrix bildende 
Schicht als Mehrf achschicht ausgebildet ist, wovon 
eine erste Schicht das Laserlicht besonders stark ab- 
sorbiert und mittels der absorbierten Energie leicht 
sublimier- und/oder verdampfbar ist, und wovon eine 
zweite Schicht mechanisch stabil und im Bereich des 
sichtbaren Lichtes gut absorbierend ist, und daB die 
erste Schicht zwischen der Linsenmatrix und der zwei- 
ten Schicht angebracht ist. 

4. Tageslichtprojelrtionsschirm nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der die Blenden- 
matrix bildenden Schicht und der Linsenmatrix Streu- 
mittel vorgesehen sind. 

5. Tageslichtprojektionsschirm nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Buckseite der Linsenmatrix 
leicht angerauht ist. 

- 10 - 



609839/0550 



- 10 - 



2511390 



PG 792/HG 1074- 

6. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurcli gekennzeichnet, da£ ein einen 
Laserstrahl im wesentlicHen nacheinander auf alle 
Elemente der Linsenmatrix lenkender kardanlscher 
Ablenkspiegel vorgesehen ist. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 
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